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Fig. 1B

(57) Abstract: The present invention relates to an apparatus (10) for cleaning pot-shaped hollow bodies (12), in particular transport
containers (30) for semiconductor wafers or for lithography masks, wherein the hollow body (12) comprises a base wall (32) and one or
more side walls (34), which form a hollow body inner surface (33), and an opening (36) opposite the base wall (32), which is enclosed
by an edge surface (38) of the side wall (34). The apparatus (10) comprises a support wall (20) on which the hollow body (12) can be
placed with the edge surface (38), a cleaning device (10), with which a first cleaning fluid for cleaning the hollow body inner surface
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3)
(33) can be dispensed when the hollow body (12) is connected to the support wall (20), and a supply device (37) arranged in the support
wall (20) or fastened to the support wall (20), with which a rinsing fluid can be fed to the edge surface (38), wherein the supply device
(37) comprises a movable element (38), which is movable towards the edge surface (38) with the rinsing fluid.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Reinigen von topfférmigen Hohlkdrpern (12),
insbesondere von Transportbehéltern (30) fiir Halbleiterwafer oder fiir Lithografie-Masken, wobei der Hohlkorper (12) eine Bodenwand
(32) und eine oder mehrere Seitenwinde (34), die eine Hohlkorperinnenfléche (33) bilden, und eine der Bodenwand (32) gegeniiber-
liegende Offnung (36) aufweist, die von einer Randfléiche (38) der Seitenwand (34) umschlossen wird, umfasst. Die Vorrichtung (10)
umfasst eine Auflagewand (20), auf welche der Hohlkérper (12) mit der Randfldche (38) aufgelegt werden kann, eine Reinigungsein-
richtung (40), mit welcher ein erstes Reinigungsfluid zum Reinigen der Hohlkorperinnenflache (33) abgegeben werden kann, wenn der
Hohlkorper (12) mit der Auflagewand (20) verbunden ist, und eine in der Auflagewand (20) angeordnete oder mit der Auflagewand
(20) befestigte Zufiihreinrichtung (37) aufweist, mit welchem ein Spiilungsfluid zur Randflache (38) gefiihrt werden kann, wobei die
Zufiihreinrichtung (37) ein bewegbares Element (39) umfasst, welches mit dem Spiilungsfluid zur Randflache (38) hin bewegbar ist.



